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Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania bionowych lud sitowych szablo-
név drukarskich catkowicie odpornych na dziatanie rozpuszczalnikéw,

Dotychezas znane sg laklery odporne'na dzialanie rozpuszczalnikdw o
podstawie sktadajqce) slg z dilzocyjaniandw i alkoholi poliwinylowych. Spo-
86h wytwarzania lakieréw w powigzaniu z diizpcyjanianami jest ucigzliwy i
zwigaki te pod wagledem fizjologicznym nasuwajq wliele zastrzeser. Warstwa
dwiatloczuta po obu stronach podioza nie powinna oddzielaé sig podczas prze-
tiegu drukowania, aby nie powodowaé w ten sposéb utraty przez zwigzki diizo-
cyjeanianéw ich zdolmodei przywiefania. Stosowanie alkoholi poliwinylowych
sprawia réwniez duzo kiopotéw. Stu2q one jako warstwa dwiatloczuia, ktéra
po kopiowaniu, musi byé hartowana. Wskutek usycia przy tym jeko podstawy wo-
dy, calkowite zahartowanie jest trudne i zaledwie wykonalne. Z tego powodu
powyisze subsiancje moga znaleZé jedyanie ograniczone zastosowanie.

Poniewaz w ostatnich latach technika drukarska tkanin, papieru, sskia
itd.'stosuje sposoby wymagajace do wykonywania szablondw lakierGw}odpornyoh



na dziatanie rozpuszczalnikéw, przeto stosowanie ich jest zwigzane z nakla-
demn duzego wysilku na pokrycie rysunku dotychozas uzywanymi lakierami. Fabry-
ki farb wytwarzajq lakier do szablonéw, ktéry jednak nie odpowiada wymaga-
niom, Lakienw teg latwo rozpuszcza sig we wezystkich rozpuszczalnikach. Prae-
gwil 2ada lakieru atwego w pracy, ktérego podstaws nie moze byé woda, a np.
alkohole poliwinylove, ktére w pé¥niejszym hartoweniu jedynie czeéoiowo tra-
oq zdolnodé pqcznienia w wodzie, jak réwniez lakieru nie posiadajgcego wad
pod wzgledem fizjologicznym.

Sposéb wediug wynalazku polega na pokryciu btonowych lub sitowych sza-
blondw drukarskich warstws rozéworu poliakryonitrylu, ktdra po wyparowaniu
. rozﬁuszczalnika jest odporna na dziatanie zwykle uiywamych rozpuszczalniiéw,

Sposéb wytwarzania btonowych lub sitowych szablondéw drukarskich opi-
sano poniZeJ:

Snglon zostaje zaopatrzony w warstwe Swiatioozulq i wydwietlony jako
negatyw. To wydwietleniu, warstwa nie zahartowana przez naédwietlenie zosta-
je wymyta, a nastepnie szablon zostaje wysuszony w cliepiym powietrzu. Po tym
nastepuje retuszowanie szablonu za pomocq usytej juz éwiatioozutej substancji
oraz ponowne krétkotrwale suszenie. W koXicu moze byé wykonane jednostronne
szaebrowanie za pomocq roztworu z poliakrylonitrylu. Lakier daje sie bardzo
dobrze zgarniaé, posiada duza lepko$é, kitéra nie pozwala na jego pbPemtka-
nie prrez oczka tkaniny lub tworzenis sig¢ kropel. Nastqpng operacjq jest su-
szenle na powietrzu za pomocq prydu gorgcego powietrza. Po wyparowaniu roz-
puszcpalnika, lakier staje sig cokolwisk metny., Usunigcie 3 wzoru éwiatio-
osulej warstwy, a nastepnie pokryéie go lakierem mozna uskuteoznié w podany
ponize) spoasdd, ‘

Szablon drukarski poddaje siq@ dziataniu prqdu powletrza pod cidnieniem,
tak, %% bionka lakieru zostaje usunieta z miejsec wzoru lub opzukenie szablo-
ndéw w kapleli wodne} przez ozas 71 -ninuty i nastepnie wyjecie ich orsz po-
traktowanie roztworem NaOH o zwykiym stgZeniu., Po up!ywie okoto 2 - 3 minut
czasu pgcznienia szablony zostajq spryskane wodg lub w nlej wymyte oraz wy-
suszonky, Podczas tego zablegu dwiat™ocrula warstwa zupeilnie rozpuszcza sie
1 na mi¢jscach vzoru pozostaje jeszcze tylko znikoma blonka lakieru, daja-
ca 819 2atwo usungé przez poclaraniz szczotky. Ewentualno mate usterki w
szablonje nale3y retuszowad roztworam poliqkrylonitrylu i nastepnie poddad
dtwardnieniu na powietrzus

Zastrzezenie pateontowae

Sposdh wytwarzania btonowych 1lub sitowych azablonév’drukarskich odpor-
naych na rozpuszczalniki, do drukowania tkanin, papisru, szkla, metalu, .8kéry
{ B2tucznych tworzyw, znamienny tym, 2Ze fianosi sie warstwe roztworu polia.kry-
lonitrylu, ktdéra tworzy bione. : :
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